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１．概要（Summary） 

金・銀ナノ粒子の環境ガスとの高い反応性と、特有の局在

型プラズモン共鳴吸収を利用して、環境マーカーや環境

ガス検知材料の開発を目指す。金・銀ナノ粒子と環境ガ

ス分子との化学反応、およびナノ粒子表面に吸着するガ

ス分子の同定を行うために、ラザフォード後方散乱分光

（RBS）や粒子励起 X 線放出分光（PIXE）など、他の方

法では分析困難である軽元素分析を行う。今年度は、環

境反応材料の再利用を見据え、プラズマ処理によるナノ

粒子からの不純物脱着を検討した。 

２．実験（Experimental） 

小型スパッタコーターを用いて、透明石英基板上にAgナ

ノ粒子（Ag NPs）を作製した。それらの試料を実験室大

気環境下に数日間放置した後、プラズマ処理を行った。

プラズマ処理前後において、光吸収分光およびラザフォ

ード後方散乱（RBS）測定装置（日新ハイボルテージ）か

ら得られる 2 MeV 4He+イオンを用いて、イオンビーム分

析を行った。その際、イオンビーム照射による帯電を抑制

するために、試料表面に Al を蒸着した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

42 日間実験室大気中に放置した試料の吸光度が、試料

作製直後の吸光度と比較して著しく減少した（0.4 から

0.15）。高速イオンビーム分析の結果、不純物元素 S, Cl

の吸着が確認された。大気中放置により吸光度が減少し

た試料に対して、Ar プラズマ処理 1000 s を行うと、光吸

収スペクトルにおいて、プラズモン共鳴ピーク幅が著しく

狭小化した。また、吸光度は 0.3 程度に回復した。イオン

ビーム分析によって、プラズマ処理した試料の Ag 存在量

と不純物 S 量の変化を調べた。 Fig. 1 は、プラズマ処理

前後のRBSスペクトルである。プラズマ処理による不純物

元素 S の消失が認められたが、Ag 存在量はほぼ同一で

あった。このことから、プラズマ処理による光吸収スペクト

ルの変化は、Ag NPs からの不純物元素 S の脱着と、Ag 

ナノ粒子同士の凝集による高分散化に起因するものと考

えられる。 
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４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者：西山文隆（広島大学ナノデバイス・バイオ融

合科学研究所） 
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Fig. 1. Rutherford backscattering spectra of 
Al-coated Ag NPs/SiO2 samples with (bottom) and 
without (top) plasma exposure for 1000 s. 


